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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Positions- 
mefieinrichtung nach dem Oberbegriff des Anspru- 
ches 1. 5 

Derartige Mefleinrichtungen sind als inkremen- 
tale Langen- oder Winkelmefieinrichtungen be- 
kannt fUr die ein definlerter Nuilpunkt festgelegt 
und reproduziert werden mufl. 

In der DE-A-18 14 785 ist der Aufbau einer m 
Einrichtung zum Festlegen einer Bezugsposition 
durch die Erzeugung eines Referenzimpulses be- 
schrieben. Dieser Referenzimpuis entsteht durch 
das Abtasten eines unregelmafligen Strichgitters. 
Die fetnsten Striche dieses Strichgitters sind im 15 
aJIgemeinen so breit wie die Gitterkonstante G der 
Inkrementaiteiiung, so da/3 beim Abtasten dieses 
unregelmafligen Strichgitters ein anafoges Signal, 
das in der Triggerebene 360* breit ist entsteht, 
wobei die Breite von 360* einer Gitterkonstarrten G 20 
der Inkrementaiteiiung entspricht. 

Gn gentigend exakter Referenzimpuis i9Bt sich 
jedoch nur von einer derartigen Referenzmarke ab- 
leiten, wenn der Abtastabstand sehr klein ist und 
dementsprechend engen Toleranzen hinsichtlich 25 
der Abstandsschwankungen unterliegt 

Aus dem Buch "Diffraction gratings" von M.C. 
Hutley. Seiten 300 und 301, Academic Press, Lon- 
__don,_GB,_1982 ist eine Anordnung bekannt, bei der_ _ 
unter bestimmten Voraussetzungen Gitter durch ein 30 
abbiidendes Gitter als "Bildgitter" abgebildet wer- 
den konnen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Positionsme/teinrichtung der eingangs genannten 
Art zu schaffen, bei der die Toleranzen der 35 
Schwankungen des Abtastabstandes vergrdBert 
werden konnen, bei der ein verhaitnismafiig grofler 
Abtastabstand zulassig ist, und bei der anhand von 
Referenzmarken Referenzimpulse erzeugt werden 
k6nnen. 40 

Diese Aufgabe wird mit einer positionsme/tein- 
richtung gelost, die die Merkmale des Anspruches 
1 aufweist. 

Durch Positionsme/teinrichtungen mit den 
Merkmalen der abhangigen Anspruche wird die 45 
Erfindung in besonders vorteilhafter Weise ausge- 
staftet. 

Die besonderen Vorteile der erfindungsgema- 
flen Posto'onsmeBeinrichtung liegen darin, dafl der 
Abtastabstand, d.h. der Abstand von den Referenz- 50 
marken zu den Abtastelementen grofler sein kann 
als der Abtastabstand dieser Bauteile beim Stand 
der Technik, wodurch auch die Toleranzen fllr die 
Einhaltung des Abtastabstandes gro/ter werden. 

Mit Hirfe von Zelchnungen soil die Erfindung 55 
anhand von AusfOhrungsbeispielen noch nSher er- 
I3utert werden. 

Es zeigt 




Figur 1 eine schematislerte Auflicht-Langen- 
me/teinrichtung mit einem Hohlspie- 
gel als abbiidendes Element; 

Figur 2 eine MaJBverkorperung einer Meflein- 
richtung mit einer Zylinderlinse als 
abbiidendes Element 

Figur 3 eine Mefieiniichtung mit einer Fres- 
neliinse als abbiidendes Element 
und 

Figur 3A eine Einzelheit A aus Figur 3. 
Eine in Figur 1 dargestelfte Positionsmeflein- 
richtung 1 arbeitet als Auflicht-LangenmelSeinrich- 
tung und weist eine Maflverkorperung 2 mit einer 
Inkrementaiteiiung 3 auf, die in bekannter Weise 
mit Hilfe einer Abtasteinrichtung 4 abgetastet wird. 
Dazu sind in der Abtasteinrichtung 4 Abtastfelder 
5a, 5b, 5c, 5d vorgesehen, die - urn jeweils eine 
viertel Teilungsperiode in Meflrichtung zueinander 
versetzt - vonelnander beabstandet sind. Parallel zu 
den Abtastfeldem 5a bis 5d sind Teilungsfelder in 
Form von unregelmSflig verteiiten llchtdurchiassi- 
gen und undurchlMssigen Strichen vorgesehen, die 
als Einheit eine Referenzmarke R bikJen. Der Auf- 
bau ist in der eingangs genannten DE-A 18 14 785 
hinreichend beschrieben, so datf sich ein naheres 
Eingehen hierauf erObrigt Die Abtastung einer Re- 
ferenzmarke R wird beim Stand der Technik mit 
einem Abtastfeld vorgenommen das die identische 
unregelmaBige-Strichverteilung-aufweist.~Die-hier- 
bei zu beachtenden Becfingungen sind in groben 
Zugen bereits in der Beschreibungseinieitung eror- 
tert und aus dem relevarrten Stand der Technik 
bekannt 

Die erfindungsgemafle Positionsmefleinrichtung 
1 arbeitet nach dem Auflichtverfahren. Eine nicht 
gezeigte Beleuchtungseinheit beleuchtet die Refe- 
renzmarke R, so dafl die Strahlung die durchlassi- 
gen Bereiche der Abtasteinrichtung 4 durchdringt 
und auf die Maj3verk6rperung 2 trifft An einer 
Stelle der Ma0verk6rperung 2, an der eine Bezugs- 
position festgelegt sein soil, befindet sich ein zylin- 
drischer Hohlspiegel 5. Die Abtasteinrichtung 4 
tragt parallel zur Referenzmarke R ein 
Referenzmarken-Abtastfeld RA. Bei errtsprechender 
Relativstellung von Maflverkorperung 2 und Abta- 
steinrichtung 4, d.h. wenn die Bezugsposition er- 
reicht ist, wird die durch die Referenzmarke R 
tretende Strahlung von dem zylindrischen Hohl- 
spiegel 5 auf das Referenzmarken-Abtastfeld RA 
reflektiert. von zugeordneten Photodetektoren emp- 
fangen und als Signal an eine entsprechende Aus- 
werteeinrichtung gegeben. Die Referenzmarke 
kann auch in sich selbst abgebildet werden. In 
bekannter Weise wird ein Referenzimpuis erzeugt, 
durch den in der Auswerteeinrichtung Steuervor- 
gSnge ausgelost werden, z.B. wird ein DigitalzShler 
auf den Wert "Null" gesetzt 

In Rgur 2 wird eine Maflverkorperung 23 einer 
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Durchlicht-Mefleinrichtung dargesteNL Analog zur 
Beschreibung der Rgur 1 weist die MatfverkSrpe- 
rung 23 eine Inkrementalteilung 33 auf. An einer aJs 
Bezugsposition definierten Steile der Maflverkorpe- 
rung 23 befindet sich eine Zylinderlinse 53 zur 
Ermittlung der Bezugsposition, die mit Referenz- 
marken und deren Referenzmarken-Abtastfeldem in 
der vorbeschriebenen Weise zusammenwirkt 

Im Obiigen entspricht diese Anordnung der Fi- 
gur 1 , es sind auBer der Variation des abbildenden 
Elements 53 lediglich die Andenjngen vorgenom- 
men, die fOr eine Durchlicht-Mefleinrichtung gegen- 
Ober einer Auflicht-Mefteinrichtung erforderiich 
sind. 

Figur 3 zeigt eine weitere Durchlicht-Variante, 
bei der als abbildendes Element eine Fresnellinse 
54 verwendet wird, die in Rgur 3A vergrSflert dar- 
gestelrt ist. 

Die sonstige Positionsmefleinrichtung 14 ist mit 
ihrem Bauelement MaBverkorperurtg 24 mit Inkre- 
mentaiteilung 34, Abtasteinrichtung 44, Referenz- 
marke R4, zugehorigem Referenzmarken-Abtast- 
feld RA4 und Photodetektoren P4 sinngemafl wie 
die Positionsmefleinrichtung 1 aus Rgur 1 aufge- 
baut. 

Die jeweils erforderlichen bauiichen Anderun- 
gen wird der Fachmann den Erfordemissen ent- 
sprechend vomehmen. Selbstverstandlich ist die 
Enlndung auchnichLauLdje gezeigten UnearmeJ- 
einrichtungen beschrankt, es kQnnen jeweils meh- 
rere abbildende Elemente pro Ma/iverkorperung 
vorgesehen werden, und die Ma/Jverkorperung 
kann selbstverstandlich auch Bestandteil einer Win- 
kelme/telnrichtung sein. 



AnsprUche 

1- Positionsmefieiniichtung (1,14) zur Messung 
der Relativlage zweier Objekte, mit wenigstens 
einer Bnrichtung (5,53,54) zum Festlegen ei- 
ner Bezugsposition, mittels der an der Bezugs- 
position ein Referenzimpuls auf optischem 
Weg erzeugt wird. bei der eine MaflverkSrpe- 
rung (2,23,24) an einem der Objekte und we- 
nigstens ein optischer Sender-Em pf anger an 
dem anderen Objekt angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, da/J der optische Sender (4, 
44) eine Referenzmarke (R, R4) aufweist, dafl 
der optische EmpfSnger die gleiche Referenz- 
marke als Referenzmarken-Abtastfeld (RA, 
RA4) aufweist und dafl an jedem Punkt der 
Maflverk5rperung (2, 23, 24), an der ein Refe- 
renzimpuls erzeugt werden soli, ein die Refe- 
renzmarke (R) abbildender Spiegel (5) Oder 
eine die Referenzmarke (R, R4) abbildende 
Unse (53, 54) vorgesehen ist. 



2. Positionsme/teinrichtung nach Anspruch 1 als 
Auflicht-Mefleinrichtung, dadurch gekennzeich- 
net, daB der optische Sender-Empfanger eine 
Abtasteinrichtung (4) fur die Maflverkorperung 
5 (2) ist, die wenigstens eine Referenzmarke (R) 

In Form eines Gitters mit unregelmafiiger 
Strichverteilung und ein entsprechendes 
Referenzmarken-Abtastfeld (RA) aufweist. 

w 3. Positionsme/teinrichtung nach Anspruch 1 als 
Durchlicht-Mefleinrichtung, bei der die Maflver- 
korperung zwischen dem optischen Sender 
und dem EmpfSnger liegt, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl sich die Referenzmarke (R2) im 

is Sender (42) und das Referenzmarken-Abtast- 
feld (RA2) im EmpfMnger spiegelverkehrt ge- 
genUber liegen. 



2o Claims 

1. Position measuring device (1,14) for measuring 
the relative position of two objects, with at least 
one device (5, 53, 54) for determining a refer- 

25 ence position, by means of which a reference 
pulse is generated in optical manner at the 
reference position, in which a scale unit (2, 23, 
24) is arranged on one of the objects and at 
... - least one optical _emrtter-receiver_on_the_other_ 

30 object, characterized in that the optical emitter 

(4, 44) has a reference mark (R, R4), in that 
the optical receiver has the same reference 
mark as reference mark sensing field (RA, 
RA4), and in that, at each point of the scale 

36 unit (2, 23, 24) at which a reference pulse is to 

be generated there is provided a mirror (5) 
imaging the reference mark (R) or a lens (53, 
54) imaging the reference mark (R, R4). 

40 2. Position measuring device according to claim 
1 as incident light measuring device, char- 
acterized in that the optical emitter-receiver is 
a sensing device (4) for the scale unit (2), 
which comprises at least one reference mark 

45 (R) in the form of a grating with irregular line 

distribution and a corresponding reference 
mark sensing field (RA). 

3. Position measuring device according to claim 
so 1 as transmitted light measuring device, in 

which the scale unit lies between the optical 
emitter and the receiver, characterized in that 
the reference mark (R2) in the emitter (42) and 
the reference mark sensing field (RA2) in the 
55 receiver lie opposite each other as mirror im- 
ages. 
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Revendications 

1. Dispositif de mesure de position (1,14) pour 
mesurer la position relative de deux objets, 
comprenant au moins un dispositif (5,53,54) 5 
pour fixer une position de reference, a Faide 
duquel une impulsion de reference est produt- 

te par voie optique a la position de reference, 
une r§gle de mesure (2,23,24) disposee sur 
Tun des objets et au moins un 6metteur-r£cep- 10 
teur optique dispose sur I'autre objet, caracferi- 
se par le fait que I'emetteur optique (4,44) 
pr^sente une marque de reference (R.R4), que 
le recepteur optique presents la me me marque 
de reference en tant que champ d'exploration 15 
de marque de reference (RA,RA4), et qu'a 
chaque point de la rfcgle de mesure (2,23,24) 
auquel doit etre produite une impulsion de 
reference, il est pr£vu un miroir (5) reprodul- 
sant ia marque de reference (R) ou une lentille 20 
(53,54) reproduisant la marque de reference 
(R.R4). 

2. Dispositif de mesure de position suivant la 
revendication 1, en tant que dispositif de me- 25 
sure h reflexion, caracferise par le fait que 
l'6metteur-n*cepteur optique est un dispositif 
d'exploration (4) pour la regie de mesure (2), 
dispositif quL prSsente au moins. une~marque— . — - 
de reference (R) sous ia forme d'une grille a 30 
repartition inrSguliere des traits et un champ 
d'exploration de marque de reference (RA) 
correspondant 

a Dispositif de mesure de position suivant la 35 
revendication 1, en tant que dispositif de me- 
sure par transparence, dans lequel la regie de 
mesure est situe*e entre I'emetteur optique et 
le rScepteur, caractBris^ par le fait que la mar- 
que de reference (R4) dans rSmetteur (44) et 40 
le champ d'exploration de marque de referen- 
ce (RA4) dans le recepteur se trouvent face a 
face de fagon symetriquement inversee. 
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FIG. 2 



